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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第４区分
【発行日】平成28年2月12日(2016.2.12)

【公開番号】特開2014-136811(P2014-136811A)
【公開日】平成26年7月28日(2014.7.28)
【年通号数】公開・登録公報2014-040
【出願番号】特願2013-4643(P2013-4643)
【国際特許分類】
   Ｃ２３Ｃ   8/26     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   9/00     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/06     (2006.01)
   Ｆ１６Ｄ  13/62     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ   8/80     (2006.01)
   Ｃ２１Ｄ   1/18     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ２３Ｃ    8/26     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    9/00     　　　Ａ
   Ｃ２１Ｄ    1/06     　　　Ａ
   Ｆ１６Ｄ   13/62     　　　Ａ
   Ｃ２３Ｃ    8/80     　　　　
   Ｃ２１Ｄ    1/18     　　　Ｐ
   Ｃ２１Ｄ    1/18     　　　Ｑ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月22日(2015.12.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５７】
　また、実施例２では、図１３に示すように、最表面に窒素化合物層のうちの白層が僅か
に形成され、それより深い側に窒素化合物層のうちの緻密層が形成されている。窒素化合
物層の厚みは、約１７μｍであった。また、窒素化合物層の深い側には窒素拡散層が形成
されている。窒素拡散層の厚みは、約２３μｍであった。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００５８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００５８】
　また、実施例３では、図１４に示すように、最表面に窒素化合物層のうちの白層が僅か
に形成され、それより深い側に窒素化合物層のうちの緻密層が形成されている。窒素化合
物層の厚みは、約１５μｍであった。また、窒素化合物層の深い側には窒素拡散層が形成
されている。窒素拡散層の厚みは、約２２μｍであった。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【００６１】
　比較例３では、図１７に示すように、最表面に窒素化合物層のうちの白層が僅かに形成
され、それより深い側に窒素化合物層のうちの緻密層が形成されている。窒素化合物層の
厚みは、約２５μｍであった。また、窒素化合物層の深い側には窒素拡散層が形成されて
いる。窒素拡散層の厚みは、約２５μｍであった。
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